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ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ПЛАЗМЕННОМ ФОКУСЕ
В.В. Вихрев, А.Д. Мироненко-Маренков
НИЦ «Курчатовский Институт»
Анализировалась возможности повышения в установках плазменного фокуса жесткого рентгеновского излучения, возникающего в результате взаимодействия электронного пучка с электродом. В качестве основы для генерация электронного пучка в плазменном фокусе была использована модель генерации электронного пучка за счет эффекта убегания электронов в плазме при превышении средней скорости дрейфа электронов тепловой скорости электронов в плазме. 

Ускорение электронов в плазме в этой модели происходит в сильных омических электрических полях, получающихся в результате сжатия плазменного фокуса до малых радиусов и возникновения аномального сопротивления плазмы в нем.

При фиксированной начальной плотности плазмы в фокусе ток электронного пучка слабо зависит от величины тока, протекающего через фокус.  Для начальной плотности 5*1019см-3 максимальный ток электронного пучка оставляет 4-5 кА.

Получено, что предельный ток электронного пучка, возникающего за счет этого механизма, зависит, в основном, от начальной концентрации в плазменном фокусе и приближенно выражается формулой 4*1022*n-1.1.

Отсюда следует, что генерация электронного пучка в плазменном фокусе легче происходит при низких начальных плотностях. Это заключение прямо противоположно тому заключению, которое делается относительно увеличения нейтронного выхода в камерах плазменного фокуса. Вместо увеличения плотности плазмы в фокусе требуется снижение ее в момент максимального сжатия.
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